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ABSTRAKT

RYSUNEK ODRECZNY JAKO NARZEDZIE PRACY INZYNIERA
Freehand Drawing as an Engineer’s Tool

Joanna Petkowska-Hankel, dr. inz. arch.
Wydziat Architektury Politechniki Warszawskiej

Rysunek odreczny stanowi tatwo dostepne, naturalne i znane od dziecinstwa
narzedzie kreacji, szczeg6lnie przydatne inzynierom, ktoérych pomysty wymagaja
nadawania im realnej formy. Celem zajec jest rozwiniecie umiejetnosci patrzenia i
widzenia otaczajacej przestrzeni i obiektéw w niej sie znajdujacych poprzez zapis
rysunkowy oraz zdolnosci przelania na papier wtasnych pomystéw projektowych
w postaci syntetycznych szkicow. Spotkania obejmuja rysunek z natury, z rzutéw
oraz z wyobrazni. Uczestnik poznaje zagadnienia dotyczace perspektywy i
podstaw komponowania przestrzeni. Poznaje rézne techniki rysunkowe, jak
réwniez akwarele.
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